离子型表面活性剂在水溶液中的分子构型 by 江云宝 et al.
学种辑阂B申















光碎灭服从 S ter n
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(C T MA B )水溶液中观察到了花 的激基缔合物荧光
,































表面活性剂浓度低于其临界胶束浓度 (cm c) 时即对光度分析有了明显的增敏作用
.
因此研究
















试剂 花为 A ld ri ch 产品
,
蔡和葱为北京化工厂 A R 试剂
.
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,
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C 16PBr )由等摩尔嗅代烷与三苯基麟(均为上海试剂一厂 C P 试剂 )在苯(C
3PBr
,




6p B r )和二 甲苯(C
12PB r
,






(SL S )为上海牙膏厂 C P 试剂
.
氯化铜和亚硝酸钠分别为上海试剂四厂和北京化工厂 A R 试
剂
.












花和蔡的激发波长分别为 340 n m
,
336 n m 和 2 8 0
n m
.
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波长(n m )
图 1 C 3PB r 的荧光光谱(a )和
(b )C , 6PBr 的荧光偏振发射光谱
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29 8 n m 处荧光峰为单体荧光峰
,













表现在 Ie / 几 一 【C
,
PB r] 图中则是








C : ZPB r
,
C : 6PB r


























表 l 本文测得的有关表面活性剂的c m c
表面活性剂
e m e (10
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文献值(10
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K sv 3 》 K sv :
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K sv 3 / K sv ,及 K
























































三者均符合 5 ter n
一
V ol m er 方程 (对花的荧光碎灭的 st e m
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S te rn V o lm e r 曲线
“芭的浓度为 5 洲 10
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在 C T MA B 和 S L S 水
溶液中花的激基缔合物形成
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图 6 花在C T MA B 水溶液中的荧光光谱
“芭的浓度为 s
x lo 一 7m o l/ L
,
e TM A B 浓度为
:o (l ) :5 (2 ) : 6 (3 ) ; 7 (4 ) ;
8 (s ) : 9 (6 ) ; 10 (7 ) ; 11 (8 ) : 12 (9 ) : 1 3
x 10 一 4 m o 一/ L (1 0 ) )
观察不到花的激基缔合物荧光
,













随着 C T M A B浓度增大
,
激基缔合物荧光强度 Ie 与单
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图 7 凡/ 几与 CTM A B 和 SL S 浓度关系图
(花的浓度为 s
x lo 一 7m o l/ L )
体荧光强度 I
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C T M A B 浓度达 8
.
4 x lo
















显然 Ie / 几与 【C T MA B 〕关系
曲线 (图 7 )中峰值处所指示的浓度为 C T M A B 的
cm c, 由此得到的
c m c 值与文献值一致 (表1)
.
在阴离子表面活性剂 SL S 水溶液中也观察到了
花的激基缔合物荧光 (图 7 )
,
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C T M A B 胶 束 而 致
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克服 因绕 曲对花 的保护 以及 因 N O 子与
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